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脇に時間的に大きく変化するピーク (サイ ドピーク)が出現した [Fig.a]｡
これらピークは観測される位置から､Yoneda W ing [1]であるこ
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(a):qz=0.071Å11での時間変化､下から順に 350Kに達してから25,36,42,52,
60分後のもの
(b):高密度の表面層を形成する様子｡横軸はバルク方向の深さ｡
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